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ファンクショナル薄膜材料の 
高分子フィルム上への直接合成 
～プラズマイオン注入を利用した 
形状記憶合金薄膜の低温結晶化～

今後はさらに低温での結晶化の可能性を
追求していきます。これによってTiNi合金
フィルムが実現でき、センサー素子材料と
しての応用が期待できます。また、強誘電
体（PZT）などのTiNi以外の機能材料への
応用にも取り組んでいきたいと考えていま
す。

プラズマ／機能性薄膜／ダイアモンドライクカーボン／フィジカルセンサキーワード

形状記憶合金は温度によって記憶した形状に戻る特異な特長を有
している。形状記憶合金は結晶化した状態でその特性を発現する
が、そのためには500℃以上で熱処理する必要がある。薄膜の場合
においては500℃の雰囲気で成膜することで結晶化はするものの、
樹脂などの低融点材料上に形状記憶合金薄膜を作製することはで
きないのが現状である。
本研究では、低温であっても結晶化した形状記憶合金（TiNi合金）
薄膜を成膜するために、成膜とイオン照射を同時におこなえるプロ
セス装置を独自に開発した。TiNiの成膜と同時にイオン照射を行う
ことで、100℃の雰囲気でも結晶化したTiNi合金薄膜を樹脂フィル
ム上に作製する技術を開発する。

イオン照射しない場合は400℃でも結
晶化しないが、イオン照射しながらTiNi 
成膜すると、あるイオン照射条件におい
て200℃でも結晶化できる。
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